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Abstract (en)
An installation for the chemical treatment of metal components by immersion in a tank (9, 11) containing a chemical treatment bath, the components
being submitted to a prior preparation treatment and a finishing treatment in other tanks, consists of the different treatment tanks being arranged in
two parallel lines separated by an alley (3) allowing access to the tanks. A first line (1) incorporates a charging/discharging device (4) at one of its
ends along with the preparation tanks (5 - 8, 10) whilst a second line (2) incorporates two chemical treatment tanks (9, 11), functioning alternately,
and some finishing tanks (14 - 18). A longitudinal transfer manipulator is provided for each line and a transverse transfer device is provided to
connect the two lines.

Abstract (fr)
Installation de traitement chimique au trempé par immersion dans une cuve (9, 11) contenant un bain de traitement chimique, les pieces étant
soumises a un traitement de préparation préalable et a un traitement de finissage ultérieur dans d'autres cuves, caractérisée en ce que les
différentes cuves de traitement sont disposées sur deux lignes paralléles séparées par une allée (3) permettant I'acces aux cuves. Une premiére
ligne (1) comporte un dispositif de chargement/déchargement (4) a une de ses extrémités, ainsi que des cuves de préparation (5-8, 10. Une
deuxieme ligne (2) comporte deux cuves de traitement chimique (9, 11), fonctionnant en alternance, et des cuves de finissage (14-18). Un
manipulateur de transfert longitudinal est prévu dans chaque ligne et I'on prévoit des moyens de transfert transversal assurant la liaison entre les
deux lignes (1, 2), en sens aller en en sens retour. <IMAGE>
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